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※概要（Summary ）： 

ナノインプリント技術でヒートシール面にナノ構造

を作成することにより、ヒートシールにおける接着性

を改善する。 

 

実験（Experimental）： 

A04: 高 速 マ ス ク レ ス 露 光 装 置 /D-light 

DL-1000GS/KCH にてシリコンウェハに塗布された

レジストにパターンを描写し現像後、B11: 電子サイ

クロトロン共鳴イオンビーム加工装置/EIS-1200にて

シリコンウェハをエッチングした。その後 B10: ドラ

イエッチング装置/RIE-10NR-KF にてレジストを除

去することで型を完成させた。この型にUVナノイン

プリント用の薬液を塗布し、B26: ナノインプリント

システム/EitreTM 3 にてポリエチレンフィルムにナ

ノインプリントを施した。 

 

※結果と考察（Results and Discussion）： 

 ナノインプリントは成功し図1に示すパターンが得

られた。 

 

図 1 ナノインプリにより形成されたパターン 
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